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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文で開発した可変回転ポリシング法は，CMP（Chemical Mechanical Polishing,化学的機械的研磨）
において定盤の回転運動を逆方向に可変することを特徴としている．本研究では，変回転ポリシング
法が従来の研磨方法よりも研磨速度が向上するとともにドレッシング処理を行わない場合でも研磨
速度の低下が抑制可能であることなど非常に有意義な結果が得られた．CMPにおける材料除去メカニ
ズムに関しても，従来の研究においてはスラリー中の微粒子や化学的作用に着眼した研究が主流であ
ったが，本研究の着眼点としてはポリシングパッドの表面形状による効果に関して議論がなされてお
り，学術的にも有意義な結果が得られた．  
 また，本論文に関して，調査委員から可変回転ポリシングにおける材料除去メカニズムに関する考
察や，ウェーハサイズが大口径化した場合の問題点，そして，本技術の応用例などについて質問がな
された．これらの質問に対しても，いずれも著者から満足（明確）な回答が得られた。また、公聴会
においても，多数の出席者があり、種々の質問がなされたが、いずれも著者の説明によって質問者の
理解が得られた．ここではタイのキングモンクット大学の学部長や複数の教員も参加しており，彼ら
からも高い評価を受けた． 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査した結果、本
論文が、博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
